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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（１，２）と、ガス出口孔（８）のあるガス出口面（７’）を具備してハウ
ジング（１，２）に取り付けられたガス入口部材（７）と、ハウジング上部（１）に取り
付けられた保持装置（３）と、を備え、保持装置（３）にガス入口部材（７）が複数の吊
下点（６’）にて固定され、かつ、ガス入口部材（７）により規定されるプロセスチャン
バ高さが許容範囲内でのみ変化するように、能動的に温度制御可能な温度制御装置（１１
，１２）により保持装置（３）が所定の範囲内でだけ温度変化するべく温度安定化可能で
ある、ＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置において、
　温度制御装置（１１，１２）が、能動的に冷却される熱障壁としてガス入口部材（７）
と保持装置（３）の間に配置されていることを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング
装置。
【請求項２】
　温度制御装置（１１，１２）が温度制御チャネル（１２）を有することを特徴とする請
求項１に記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項３】
　保持装置（３）が機械的安定化要素（４，５）を有することを特徴とする請求項１又は
２に記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項４】
　保持装置（３）が鉛直方向の接続ラインにて互いに接続された鉛直壁（４，５）を有す
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る保持ラーメン構造により形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項５】
　保持装置（３）が、その水平な縁（３’）のみによってハウジング（１，２）に取り付
けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーテ
ィング装置。
【請求項６】
　保持装置（３）が、弾性の取付手段（１３，１４）によりハウジング（１，２）に取り
付けられていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコー
ティング装置。
【請求項７】
　ガス入口部材（７）が、水平な延在面全体に分散して配置されたハンガー（６）により
保持装置（３）に固定されており、ハンガー（６）は鉛直方向に吊下点（６’）から保持
装置（３）まで延在していることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のＣＶＤ又
はＰＶＤコーティング装置。
【請求項８】
　ガス入口部材（７）と保持装置（３）の間にある鉛直方向の間隙空間に１又は複数の熱
障壁（１０）が配置されていることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のＣＶＤ
又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項９】
　温度制御装置（１１）により形成された熱障壁が保持装置（３）の直ぐ隣にあることを
特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項１０】
　２つの直ぐ隣にある吊下点（６’）が、最大でガス入口部材の円等価対角線の５分の１
ほど互いに離間していることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰ
ＶＤコーティング装置。
【請求項１１】
　保持装置（３）が、鉛直方向に延在するセル壁（４，５）と水平なセル面とをもつセル
構造を有し、セル面は保持装置（３）のベース面の最大で２５分の１であることを特徴と
する請求項１～１０のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項１２】
　保持装置（３）が、鉛直方向に延在するセル壁（４，５）と水平なセル面とをもつセル
構造を有し、セル面は保持装置（３）のベース面の最大で１００分の１であることを特徴
とする請求項１～１０のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【請求項１３】
　保持装置（３）が、温度制御装置（１１，１２）の補助により均一な温度に維持される
ことにより、保持装置の最低温度点が保持装置の最高温度点と最大で５℃だけ異なること
を特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載のＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置の動
作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジング及びハウジングに取付けられガス出口孔を具備するガス出口領域
を有するガス入口部材と、ハウジング上部に取り付けられた保持装置とを有し、保持装置
に対しガス入口部材が多数の吊下点にて固定されている、ＣＶＤ又はＰＶＤコーティング
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なコーティング装置は特許文献１に記載されており、コーティング装置のハウジ
ングが示され、その中にガス入口部材を保持する保持装置が配置されている。同様の装置
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が特許文献２に記載されている。
【０００３】
　特許文献３は、ＣＶＤ反応炉のためのガス入口部材を開示し、それによればヒーターを
設けられたガス供給装置の下方にガス入口部材が載置されている。プロセスガスは管を通
ってガス出口孔へ搬送される。管は保持要素を構成しており、それによりガス入口部材が
ガス供給装置に取り付けられる。
【０００４】
　特許文献４も同様にＣＶＤ反応炉を開示している。シャワーヘッドが、ガス出口プレー
トから形成されたガス出口面を有する。ガス出口プレートの縁に環状体がチャネルと共に
設けられ、チャネルを通して冷却媒体が流れることができる。加えて、加熱要素が設けら
れ、それにより環状体を加熱することができる。
【０００５】
　その発明によるコーティング装置は、コーティングされる基板を受容するためのサセプ
タと、ガス分配器として機能するガス入口部材とを有し、それにより、ガス分配器の下面
とサセプタの間に延在するプロセスチャンバにプロセスガスを導入可能である。ガス分配
器はその下面に多数のガス出口孔を有し、それらを通してプロセスガスがプロセスチャン
バに入ることができる。ガス分配器の内部には、プロセスガスをガス出口孔に分配するた
めの部屋が存在する。このタイプのガス分配器は例えば特許文献５に記載されている。
【０００６】
　ＯＬＥＤの堆積のために、ガス状の有機開始物質が搬送ガスに補助されて、加熱された
ガス分配器に供給される。これらのガス状開始物質は、冷却されたサセプタ上に載置され
た基板上で凝縮するために、ガス出口孔を通ってプロセスチャンバに入る。基板は、１ｍ
２を超える面積を有することができる。２ｍ～３ｍのサセプタ直径をもつＣＶＤ又はＰＶ
Ｄ反応炉を形成する必要性が存在する。ガス入口部材はサセプタの全面に亘って延在しな
ければならないので、２ｍ～３ｍの直径をもつガス入口部材を設ける必要がある。プロセ
スチャンバは、少なくとも数センチメートルのプロセスチャンバ高さを有している。基板
表面全体に亘って均一な層厚と均一な層品質で堆積可能とするために、プロセスチャンバ
高さが、プロセスチャンバ全体に亘って僅かな許容範囲内の一定値であると想定する必要
がある。堆積プロセスは、低圧領域で生じ、すなわち、大気圧がハウジング壁に対して顕
著な変形力を及ぼすような領域において生じる。圧力が低下する際にハウジングの変形は
避けられない。加えて、ガス入口部材が加熱されることから、機械的な力と併せて同時に
熱膨張現象も考慮されなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許第1815493号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第2008 / 0317973号公報
【特許文献３】独国特許出願公開第2361744号公報
【特許文献４】米国特許出願公開第2009/ 0250008号公報
【特許文献５】独国特許出願公開第10 2013 101 534号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、このタイプのコーティング装置を、プロセスチャンバ高さがサセプタ
の全面又はガス入口部材のガス出口領域に亘って僅かな許容範囲内でのみ変化するように
さらに改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求の範囲に記載された本発明により解決され、原則的に、各請求項がこ
の課題に対する独立した解決手段である。
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【００１０】
　最初にそして本質的に、ハウジング上部に取り付けられた保持装置が設けられている。
これは、温度安定化可能な、又は機械的に安定化された保持装置である。この形状安定化
された保持装置に対し、複数の吊下点にてガス入口部材が固定されている。吊下点は、ガ
ス入口部材の延在面全体に亘って実質的に均一に分散している。吊下点の互いの距離は、
ガス入口部材の対角線長さの少なくとも３分の１、しかしながら好適には４分の１又は５
分の１である。２つの隣り合う吊下点の最大距離は、最大でガス入口部材の対角線長さの
１０分の１とすることもできる。
　機械的安定化のために、保持装置は機械的安定化要素を有することができる。この機械
的安定化要素は、鉛直壁により形成することができる。保持装置は、交差する鉛直壁から
形成されている格子状構造を形成することが好適である。鉛直で互いに平行に延在する２
つの鉛直壁の間の距離は、ガス入口部材の対角線長さの少なくとも３分の１、４分の１で
あるが、好適には５分の１である。鉛直方向に延在する円筒形状セルが、好適にはガス入
口部材のベース面の外郭の最大で１００分の１に対応しかつチェスボード状又はハニカム
状のベース面であり得る。好適には、保持装置は、その水平な縁に隣接する領域のみによ
ってハウジングに取り付けられる。
　保持装置は、水平な縁のみによってハウジングに取り付けられていることが好適である
。ハウジングに取り付けられるのは保持装置の水平な縁である。保持装置は、その中央面
領域全体がガス入口部材を自由に覆い拡がっているが、領域上に実質的に均一に分散した
位置にてガス入口部材に対する保持接続を有する。
　保持装置は、温度安定化されている。このために、能動的又は受動的な温度安定化装置
を設けることができる。保持装置は、ガス入口部材に対する温度差が変化したとき、その
温度が水平方向にも鉛直方向にも大きく変化しないように温度安定化されている。保持装
置の好適には格子状に形成される本体全体の内部で＋／－５℃だけ温度が変化することが
好ましい。好適には、最低温度点と最高温度点の間の温度差が最大で５℃である。受動的
な温度安定化のために、例えば反射面又は絶縁体を具備する熱障壁を設けることができる
。能動的な温度安定化のために温度制御媒体を用いることができ、例えば、温度制御チャ
ネルを通って流れる温度制御流体である。温度制御チャネルは、保持装置の内部に配置さ
れている。好適には、温度制御チャネルは、保持装置の上方又は下方に設けられる。コー
ティングプロセス中のガス入口部材の温度は高温に維持されることから、保持装置が温度
制御のために冷却されなければならない場合、好適には能動的温度制御要素が用いられ、
それは、ガス入口部材と保持装置の間の領域に配置される。
　格子状構造の形態を付与する保持装置のハニカム状又はセル状の構造もまた、その機械
的安定性をもたらす。これはまた、内部圧力変化の際に生じ得るハウジング上部の形状変
化が、保持装置の形状に悪影響をもたらさないという結果を得る。取付手段は、上述した
弾性の取付手段であり、それにより保持装置の縁領域がハウジングに取り付けられる。好
適な実施例では、ガス入口部材と保持装置の間に鉛直方向の間隙空間が延在する。ガス入
口部材を保持装置に固定するために複数のハンガーが機能している。ハンガーは長く延び
た金属又はセラミックの引っ張り要素であり、それは、その上端により保持装置の固定箇
所に、その下端によりガス入口部材の固定箇所に固定されている。ハンガーは高さ調整可
能である。このようにして、ガス出口領域とサセプタ上面の間の距離、すなわちプロセス
チャンバ高さを、各吊下点にて調整可能である。ハンガーは熱膨張係数の小さい金属から
なることが好適である。
 ガス入口部材の壁は、温度制御チャネルを設けられている。特にガス入口部材のガス出
口領域を形成する壁に、しかしながらそれとは反対側の壁にもチャネルが設けられ、それ
を通して温度制御媒体、例えば高温の液体が流れることができる。保持装置の温度安定化
は、その形状にのみ寄与するのではない。保持装置は軽量構造部材として形成されている
。ガス入口部材から保持装置への熱伝達を能動的に低減するために採用される手段は、ガ
ス入口部材と保持装置の間にある間隙空間に１又は複数の熱障壁を配置することを含み得
る。熱障壁は、ガス入口部材の表面延在方向と平行に間隙空間にある面状体である。その
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表面は高反射性とすることができる。それに替えて、間隙空間に配置された絶縁体とする
こともできる。少なくとも１つの熱障壁は能動的に冷却されることができる。能動的に冷
却される熱障壁は、好適には保持装置の直ぐ隣にある。能動的に冷却される熱障壁は、そ
の面が保持装置の表面延在方向又はハウジングの表面延在方向に延在するプレートとする
ことができる。プレート内部を貫通する冷却媒体チャネルを通して冷却媒体が通過して流
れることができる。この結果、保持装置は一定温度に維持されることができる。ガス入口
部材が加熱される際、保持装置は実質的にその温度を維持する。装置稼働中にプロセスチ
ャンバ高さの変化し得る距離は１ｍｍ未満である。ハウジングの表面温度は約３０℃であ
る。保持装置の温度は５０℃の値に安定化させることができる。このために、能動的熱障
壁は約５０℃の温度に冷却される。シャワーヘッドは、例えば４５０℃の温度に制御され
、そして基板は２０℃の温度に冷却されている。能動的熱障壁とガス入口部材の間に位置
する１又は複数の受動的熱障壁により、ガス入口部材から能動的に冷却される熱障壁への
熱の流れが低減される。ガス入口部材の直ぐ隣の熱障壁は、例えば３５０℃の表面温度を
有する。熱障壁は、金属又はセラミックの材料から作製することができる。この受動的熱
障壁と能動的熱障壁の間に、同様に金属プレート又はセラミックプレートから形成された
さらに別の受動的熱障壁を配置することができる。その温度は、稼働中に約２７０℃であ
る。ガス入口部材と能動的に冷却される熱障壁の間に２つ以上の受動的熱障壁を設けるこ
ともできる。熱障壁の表面は低い光放出率を有することができる。それらは研磨された反
射面とすることができる。ハンガーは、熱障壁を保持するために用いることができる。し
かしながら、ハンガーが熱障壁の孔を通って単に貫通するようにも設けられ、それにより
熱障壁の変形が空間におけるガス入口部材の位置に悪影響を及ぼさない。本発明によれば
、保持装置が変形に対して安定化される。これは温度変化及び／又は圧力変化によって生
じる変形である。熱障壁は、ハウジング天井又は保持装置のいずれかに固定された別の吊
下具に吊り下げられることもできる。本発明はまたこのような装置を動作させる方法にも
関係する。
　本発明は、特に、ハウジング上部に取り付けられた保持装置と、ガス出口孔をもつガス
出口面を具備する温度制御可能なガス入口部材とを有するハウジングを備えたＣＶＤ又は
ＰＶＤ装置に関し、そのガス入口部材は、複数の吊下点にて保持装置に固定されている。
保持装置は、能動的に温度制御可能な温度制御装置により温度安定化可能である。温度制
御装置がガス入口部材と保持装置の間に鉛直方向に配置されていることが重要である。
　本発明はまた、ハウジング上部に取り付けられた保持装置と、ガス出口孔をもつガス出
口面を具備する温度制御可能なガス入口部材とを有するハウジングを備えたＣＶＤ又はＰ
ＶＤコーティング装置に関し、そのガス入口部材は、複数の吊下点にて保持装置に固定さ
れている。保持装置はセル構造を有する。セル構造は、鉛直方向に延在するセル壁と水平
なセル面を有し、そのセル面は、保持装置のベース面の最大で２５分の１、好適には最大
で１００分の１である。
　本発明の実施形態の例は、以下に示す添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、概略的に示されたＰＶＤコーティング装置における図２のラインＩ－Ｉ
に沿った断面図である。
【図２】図２は、コーティング装置の平面図である。
【図３】図３は、図１のラインＩＩＩ－ＩＩＩの断面図である。
【図４】図４は、図１の概略的な断面と同様に示した第２の実施例のＰＶＤ反応炉のハウ
ジング上部を示す。
【図５】図５は、図４のハウジング上部の展開斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１～図３に示された装置は、大面積基板に有機層をコーティングするためのＰＶＤ装
置である。基板は、１ｍを超える、好適には２ｍ又は３ｍを超える対角線をもつ長方形の
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形状を有する。ハウジング下部２は、基板を支持するためのサセプタ１５を担持する。サ
セプタ１５は複数の冷却媒体チャネル１６を有し、それらを通して冷却媒体をプロセスチ
ャンバに導入可能である。サセプタは、冷却媒体により約２０℃の温度に維持される。
【００１３】
　ハウジング上部１はハウジング天井を有し、それはリブ構造１７、１８により機械的に
安定化されている。ハウジング下部２は、ハウジング床の機械的安定化のために同様のリ
ブ構造を有する。ハウジング天井には温度制御チャネルが配置されており、それらを通し
てハウジング天井を所定の温度に維持するために液体の温度制御媒体が流れる。
【００１４】
　ハウジング天井の縁及びハウジング上部１の側壁の縁に、取付手段１３、１４が設けら
れている。これらは弾性の取付手段１３、１４であり、それらにより保持装置３がその水
平方向の縁にてハウジング上部１に取り付けられている。
【００１５】
　保持装置３は、格子状構造又はハニカム構造の形状の軽量構造部材である。それは、鉛
直方向の接続ラインに沿って互いに接続された複数の面要素４、５を有する。面要素４、
５は鉛直壁を形成する。この実施例においては、保持装置３が、格子状の鉛直壁４、５か
ら構成された保持ラーメン構造により形成されており、それはその縁３’により取付手段
１３、１４を介してハウジング１に取り付けられている。保持装置３はその縁３’のみに
よってハウジング１に取り付けられているので、ハウジング１、２の内部の圧力変化によ
る避けられないハウジング天井の反りが、それに関係するハウジング１の内部の保持装置
３の位置変化を生じさせない。縁３’により囲まれた保持装置３の中央面領域全体が、そ
れに対して平行に延在するハウジング上部１の天井壁の下方に自由な状態で拡がっている
。取付手段１３、１４は、ハウジング上部１の天井の縁に取り付けられている。保持装置
３は、開放又は閉鎖されたセル構造を有し、セルの水平な面は、保持装置３の水平な面に
比べて少なくとも１００分の１である。１つの鉛直面の高さは、セルの水平な面の円等価
対角線の大きさ程度とすることができる。
【００１６】
　中空体でありその壁が温度制御チャネル９を具備するガス入口部材７は、サセプタ１５
の鉛直上方に配置されている。ガス出口領域を形成するガス入口部材７の下面からサセプ
タ１５の上面までの距離は、数センチメートルである。ガス出口領域Ｔは、シャワーヘッ
ドの形態で配置された複数のガス出口孔８を有し、それを通してガス入口部材７の中空部
からプロセスガスが、サセプタ１５の上面とガス入口部材７の下面により形成されている
プロセスチャンバ内に流入することができる。ガス入口部材７は、約４５０℃の温度に温
度制御されている。
【００１７】
　ガス入口部材７は、機械的な固定要素６により保持装置３に固定されている。機械的な
固定要素６は、ガス入口部材７の延在する面全体に実質的に均一に分散して配置されてい
る。互いに隣り合う固定要素６の距離は、ガス入口部材７の辺の長さ又は対角線よりもか
なり短い。好適には、２つの隣り合う固定要素６の最大距離は、ガス入口部材の円等価対
角線の１０分の１の部分より小さい。
【００１８】
　機械的な固定要素はハンガー６であり、それらは頭部６”により保持装置３に固定され
ており、そして鉛直方向に隙間空間を介してガス入口部材７へと延在している。そこでハ
ンガー６は、吊下点６’にてその脚部によりガス入口部材７に固定されている。ガス入口
部材７は、２つの互いに平行に延在する壁を有し、それらはそれぞれ温度制御チャネル９
を有する。吊下点６’は、ガス入口部材７の上壁に設けることができる。しかしながら実
施例では、吊下点６’は、ガス入口部材７のガス出口孔８を有する壁に設けられている。
従って、ハンガー６の脚部は、ガス入口部材７の最も下の壁にも固定される。
【００１９】
　ハンガー６の頭部６”は、保持部材３の上面の孔又は凹部１９に装着されている。頭部
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６”は、螺子孔にねじ込まれる螺子により形成することができ、それにより、頭部６”の
回転によってハンガー６の長さすなわち吊下点６’の鉛直位置を変えることができる。し
かしながら、頭部６”は、ナット又は他の調整部材により形成されることもでき、それら
によってガス入口部材の高さ位置を局所的に調整可能である。これにより、プロセスチャ
ンバの高さを局所的に予め設定することができる。好適には、ハンガー６が極めて小さい
熱膨張係数をもつ材料からなることにより、ハンガー６の加熱がプロセスチャンバの局所
的な高さに悪影響を及ぼさない。
【００２０】
　好適な実施例では、図１及び図３に示した実施例でも実施されているが、保持装置３が
機械的に安定な保持ラーメン構造であるのみでなく、温度的にも安定な保持ラーメン構造
である。このために、保持装置３の直下に、能動的に温度制御される熱障壁１１が配置さ
れている。熱障壁１１は、冷却媒体チャネル１２を具備する金属又はセラミックのプレー
トである。これらの冷却媒体チャネル１２を通して冷却媒体が通過し、それは約５０度の
温度に能動的に冷却された熱障壁１１を形成する。
【００２１】
　能動的に冷却される熱障壁１１とガス入口部材７の間に１又は複数の受動的熱障壁を配
置することができる。実施例では、受動的熱障壁１０が設けられ、それもまた金属プレー
ト又はセラミックプレートとすることができる。受動的熱障壁は、ガス入口部材の温度と
能動的熱障壁の温度の間の範囲にある温度を有する。受動的熱障壁の温度は、４００℃と
２００℃の間の範囲にあることができる。互いに平行に配置された複数の受動的熱障壁を
用いる場合、個々の熱障壁は２７０℃と３５０℃の間の温度をそれぞれ有することができ
る。保持装置の温度は、それにより約５０℃に維持される。そのときのハウジング温度は
約３０℃である。受動的熱障壁１０は、好適には高反射面を有する金属プレートである。
その放出係数は０．２未満である。
【００２２】
　図４及び図５に示されたハウジング上部１の第２の実施例は、同様に、軽量構造部材と
して形成され格子状のセル構造から構成された保持ラーメン構造３を有し、鉛直のセル壁
４、５は互いに連結されている。ここでもセル壁４、５は、薄い金属プレートから形成す
ることができる。加えて、保持ラーメン構造３は水平に延在する上側の水平壁２０と下側
の水平壁２１も有する。
【００２３】
　この実施例においても、保持装置３における鉛直方向の周囲の縁３’のみがハウジング
１と接続されている。個々の取付手段１３は、弾性の取付手段とすることができる。保持
装置３の全ての壁は、例えばシートメタル等の最も薄い面材料からなる。開放又は閉鎖さ
れたセル構造が形成されている。保持装置３は、ハウジング上部１の天井板の縁に取り付
けられる。
【００２４】
　複数のガス出口孔を具備するガス入口部材７は、ガス入口部材７の延在面に亘って実質
的に均一に配置された同じ大きさの複数の吊下点６’を介して保持装置３に固定される。
機械的な固定要素６は、ここでもハンガーから形成されている。ハンガーの頭部６”は、
保持装置３と接続される。ハンガー６の脚部は、吊下点６’にてガス入口部材７と接続さ
れる。ここでも、保持装置３とガス入口部材７の間にある鉛直方向の隙間空間に複数の熱
障壁１０、１１が設けられている。ここでも、少なくとも１つの能動的に冷却される熱障
壁１１を設けられ、それは保持装置の下方に配置されかつ保持装置３の下面に対して平行
に延在している。能動的に冷却される熱障壁１１とガス入口部材７の上面の間に、互いに
平行に配置された複数の受動的熱障壁１０が延在している。
【００２５】
　この実施例では、熱障壁がハンガー６と接続されている。それによりハンガー６は、ガ
ス入口部材７を保持装置３上に保持するのみでなく、熱障壁１０、１１もまたその鉛直位
置に保持する。しかしながら熱障壁１０、１１は、別のハンガーによって保持装置３に固
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定されることもできる。それらは高反射面を有する。保持装置３の下方に配置されかつ保
持装置３の全面に亘って延在するプレート１１は、冷却媒体チャネル１２を有し、それを
通して冷水が流れる。
【００２６】
　図示しない一実施例においては、その鉛直位置がさほど厳密ではない熱障壁１０、１１
が、別のハンガー装置を介してハウジング１に直接固定されるように設けることができる
。この種のハンガー装置は、熱障壁１０、１１の縁に設けることができる。しかしながら
それらは、熱障壁１０、１１の中央の平面領域に設けることもでき、例えば、ハウジング
上部１の天井に固定されるために保持装置３の貫通孔を貫通する。
【００２７】
　ハウジング上部１の天井部には、補強リブ１７、１８の間にロック可能な開口２２が配
置されている。これらの開口２２を開くことにより、保持装置３の上面又は上側の水平壁
２０に触れることが可能となる。そこには、ハンガー６の頭部６”が載置される孔１９が
ある。頭部６”は、螺子部品により形成することができ、頭部６”を回転することにより
ハンガー６の有効長さを変化させることができる。よってハンガー６”の頭部は、プロセ
スチャンバの高さすなわちガス入口部材７のサセプタ１５からの距離を局所的に変える調
整部材を形成する。
【００２８】
　上述した装置は、大面積基板上にＯＬＥＤを堆積するために使用される。この方法にお
いては、粉体で入手可能な開始物質が、気化器によってガス状態に変換される。そのよう
に形成された有機蒸気は、搬送ガスによりガス入口部材７へと搬送され、そこでその蒸気
はガス出口孔Ｔから放出されることにより、サセプタ１５上に載置された基板上で凝縮す
る。
【００２９】
　上記の説明は、本願により包含される発明をまとめて説明するためのものであり、以下
の特徴の組み合わせにより各々が少なくとも従来技術に対する更なる進展させるものであ
る。すなわち：
【００３０】
　能動的に温度制御可能な温度制御装置１１，１２により保持装置３を温度安定化可能で
あることを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３１】
　温度制御装置１１，１２が温度制御チャネル１２有することを特徴とするＣＶＤ又はＰ
ＶＤコーティング装置。
【００３２】
　温度制御装置１１，１２がガス入口部材７と保持装置３の間に配置されていることを特
徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３３】
　保持装置が機械的安定化要素を有することを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング
装置。
【００３４】
　保持装置が、鉛直方向の接続ライン上で互いに接続された鉛直壁を有する保持ラーメン
構造により形成されていることを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３５】
　保持装置が、その水平な縁のみによってハウジングに取り付けられていることを特徴と
するＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３６】
　保持装置が、弾性の取付手段によりハウジングに取り付けられていることを特徴とする
ＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３７】
　ガス入口部材が、水平な延在面全体に分散して配置された複数のハンガーにより保持装
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置に固定され、ハンガーは鉛直方向に吊下点から保持装置まで延在していることを特徴と
するＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３８】
　ガス入口部材と保持装置の間の鉛直方向の間隙空間に、１又は複数の熱障壁が配置され
ていることを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００３９】
　温度制御装置（１１）により形成された熱障壁が保持装置（３）の直ぐ隣にあることを
特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００４０】
　２つの直ぐ隣にある吊下点が、最大でガス入口部材の円等価対角線の５分の１ほど互い
に離間していることを特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００４１】
　保持装置が、鉛直方向に延在するセル壁と水平なセル面とをもつセル構造を有し、セル
面は保持装置のベース面の最大で２５分の１、好適には最大で１００分の１であることを
特徴とするＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置。
【００４２】
　保持装置３が温度制御装置１１、１２の補助により均一な温度に維持されることにより
、保持装置の最低温度点が保持装置の最高温度点と最大で５℃だけ異なることを特徴とす
るＣＶＤ又はＰＶＤコーティング装置の動作方法。
【００４３】
　開示された全ての特徴（それ自体もまた互いの組合せにおいても）本発明の本質である
。本願の開示には、関係する優先権書類（先願の複写）もまたその全体が、それらの書類
の特徴を本願の請求の範囲に組み込む目的も含め、ここに包含される。従属項はその構成
により特徴付けられ、従来技術に対する独立した進歩性ある改良であり、特にこれらの請
求項に基づく分割出願を行うためである。
【符号の説明】
【００４４】
１　ハウジング上部
２　ハウジング上部
３　保持具
３’　モジュールの縁
４　鉛直壁要素
５　鉛直壁
６　ハンガー
６’　固定要素
７　ガス入口部材
８　ガス出口孔
９　温度制御チャネル
１０　受動的熱障壁
１１　能動的熱障壁
１２　冷却媒体チャネル
１３　取付手段
１３．１　取付手段
１３．２　取付手段
１３．４　取付手段
１３．５　取付手段
１４　取付手段
１５　サセプタ
１６　冷却媒体チャネル
１７　リブ
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１８　リブ
１９　孔
２０　水平上壁
２１　水平下壁
２２　開口

【図１】

【図２】

【図３】
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